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【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  23/227    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   1/84     (2012.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  23/227   　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/66    　　　Ｊ
   Ｇ０３Ｆ   1/08    　　　Ｓ

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月19日(2012.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
抵抗膜を有する試料の表面を評価するシステムにおいて、該システムは、
　写像投影型電子光学系であって、
　　紫外線又はＸ線を放射する紫外線レーザ源又はＸ線レーザ源からなる電磁波源と、
　　該電磁波源から発生された電磁波を、試料表面に直交する方向ではなく斜め方向から
試料表面に導く一次電子光学系と、
　　電磁波が照射された試料表面から放出されて該試料表面の画像情報を有する電子を試
料表面に直交する方向に導く２次電子光学系であって、該電子を拡大するための拡大レン
ズを備えた２次電子光学系と
からなる写像投影型電子光学系と、
　２次電子光学系によって導かれた電子を検出して、電気信号として出力する第１の検出
器と、
　試料表面から放出された電子を検出して電気信号を出力する第２の検出器であって、光
電子を吸引するための電極を備えた第２の検出器と、
　第１及び第２の検出器から出力された電気信号の何れかを受け取り、受け取った信号を
処理して試料表面の画像を生成する処理部と
を備えたことを特徴とする試料表面評価システム。
【請求項２】
請求項１記載の試料表面評価システムにおいて、拡大レンズは、２対の拡大レンズで構成
され、各対の拡大レンズが対称ダブレットレンズの無歪レンズで構成されていることを特
徴とする試料表面評価システム。
【請求項３】
請求項１又は２記載の試料表面評価システムにおいて、該システムはさらに、
　試料表面を平坦化する表面平坦化手段と、
　該表面平坦化手段によって平坦化された試料表面上に任意の厚さの抵抗膜を被膜し、そ
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の後、該抵抗膜の一部分を溶剤で溶解して、抵抗膜の厚さを所望のレベルに低減する抵抗
膜コーティング手段と、
　該抵抗膜コーティング手段によって抵抗膜が被膜された試料を、写像投影型電子光学系
における検査のために搬送する手段と
を備えていることを特徴とする試料表面評価システム。
【請求項４】
請求項１～３いずれかに記載の試料表面評価システムにおいて、試料は、半導体ウエハ、
フォトマスク、及びレチクルマスクの少なくとも１つであることを特徴とする試料表面評
価システム。
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